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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstepem miedzy elektro-
dami do obrébki powierzchni za pomocg nieréwnowagowej plazmy niskotemperaturowej generowanej
przy cisnieniu atmosferycznym w $lizgajgcym sie wytadowaniu tukowym.

Dotychczas znane i stosowane sg rozwigzania w postaci reaktoréw niskotemperaturowej pla-
zmy nierbwnowagowej wytwarzanej z wykorzystaniem warstwy dielektrycznej opisanej przez Massi-
nes F. w 2005 roku w artykule Glow and Townsend dielectric barrier discharge in various atmosphere
opublikowanym w czasopi$mie Plasma Physics and Controlled Fusion numer 47 strony B577-B588
lub generowanej w wytadowaniach koronowych tak jak to przedstawit w 2006 roku Coulombe S.
w artykule Miniature atmospheric pressure glow discharge torch for local biomedical applications opu-
blikowanym w czasopismie Pure and Applied Chemistry numer 78 na stronach 1147-1156. Takie
rozwigzania wymagajg zazwyczaj zastosowania wysokich napie¢ doprowadzonych do urzgdzenia
oraz elektrody uziemionej najczesciej umieszczonej pod obrabianym materiatem, co sprawia, ze pa-
rametry generowanej plazmy w duzym stopniu zalezg od rodzaju i cech fizykochemicznych materiatu
poddawanego obrébce. Znane sg réwniez reaktory plazmy nietermicznej generowanej w slizgajgcym
sie wytadowaniu tukowym.

Obecnie stosowane sg trzy konstrukcje reaktora ze slizgajgcym sie wyladowaniem tukowym:
GlidArc typu I, GlidArc typu Il oraz GlidArc typu Tornado opisane przez Lesueura H., Czernichowskie-
go A. oraz Chapelle’a J. we Francji w zgtoszeniu patentowym Apparatus for generation of low tempe-
rature plasmas by the formation of gliding arc discharges. France, zarejestrowanym w 1990 roku pod
numerem 8814932. W prezentowanych reaktorach zastosowano elektrody robocze w ksztatcie nozy,
a ich gtbwnym zastosowaniem byta obrébka zanieczyszczonych gazéw. Proces przebiegat w tempera-
turze kilkuset stopni Celsjusza. Reaktory ze $lizgajagcym sie wytadowaniem tukowym dotychczas zasi-
lane byly glownie za pomocg uktadéw transformatorowych opisanych w patencie polskim nr 180063
z roku 2000. Wada takich rozwigzan jest duzy rozmiar i ciezar ukfadu zasilania.

Istotg reaktora mikroplazmowego z regulowanym odstepem miedzy elektrodami do obrobki po-
wierzchni posiadajgcego ukfad zasilania, dwie elektrody robocze oraz dysze jest to, ze sklada sie
z obudowy w ksztalcie pionowego walca z podstawg prostokgtng, w ktérej umieszczone sg uchwyty,
w ktérych zamocowane sg wymienne metalowe lub grafitowe elektrody cylindryczne, przy czym odle-
gtos¢ miedzy uchwytami regulowana jest za pomocg przektadni, za§ w podstawie obudowy centralnie
zamontowana jest dysza o regulowanej Srednicy i wysokosci przez ktérg podawany jest gaz proceso-
wy, natomiast elektrody robocze zasilane sg z generatora prgdu zmiennego.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest realizacja zaptonu wytadowania w gazach procesowych
o réznym sktadzie chemicznym bez koniecznosci zmiany ksztattu elektrod i/lub parametréw uktadu
zasilania.

Wynalazek zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku w przekroju poprzecznym.

Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstepem miedzy elektrodami do obrébki powierzchni
skfada sie z obudowy 1 w ksztalcie pionowego walca z prostokatng podstawg 2, w ktérej umieszczone
sg uchwyty 3, w ktérych zamocowane sg wymienne metalowe lub grafitowe elektrody 4 cylindryczne,
przy czym odlegtos¢ miedzy uchwytami 3 regulowana jest za pomocg przektadni 5. W podstawie 2
obudowy 1 centralnie zamontowana jest dysza 6 o regulowanej srednicy i wysokosci przez ktérg po-
dawany jest gaz procesowy, natomiast elektrody robocze 4 zasilane sg z generatora prgdu zmiennego 7.

Przez dysze 6 podawany jest gaz procesowy. Z generatora 7 zasilane sg metalowe elektrody 4
zamocowane w uchwytach 3. Jezeli po zatgczeniu napiecia zasilajgcego reaktor plazmowy nie naste-
puje zapton wytadowania, za pomocg przekfadni 5 zmniejszany jest odstep miedzy uchwytami 3,
co skutkuje zmniejszeniem odstepu miedzy elektrodami 4 i doprowadza do zaptonu wytadowania.

Zastrzezenie patentowe

Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstepem miedzy elektrodami do obrdbki powierzchni
posiadajgcy uktad zasilania, dwie elektrody robocze oraz dysze, znamienny tym, ze skiada sie
z obudowy (1) w ksztatcie pionowego walca z prostokatng podstawg (2), w ktdérej umieszczone sg
uchwyty (3), w ktérych zamocowane sg wymienne metalowe lub grafitowe elektrody (4) cylindryczne,
przy czym odlegtos¢ miedzy uchwytami (3) regulowana jest za pomocg przektadni (5), zas w podsta-
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wie (2) obudowy (1) centralnie zamontowana jest dysza (6) o regulowanej $rednicy i wysokosci przez
ktérg podawany jest gaz procesowy, natomiast elektrody robocze (4) zasilane sg z generatora pragdu
zmiennego (7).
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